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(57)【要約】
【課題】揮発性が低く品質管理が容易で、低温下に放置しても反りが小さい光情報媒体の
光透過層として有用な硬化性組成物、その硬化性組成物を硬化させて得られた硬化物及び
その硬化物を光透過層として使用した光情報媒体を提供する。
【解決手段】特定のウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）、２５℃での粘度が１，０００
ｍPａ・ｓ以下で、分子内に（メタ）アクリロイル基を２個以上有する（メタ）アクリレ
ート（Ｂ）及び環状骨格を有し、分子内に（メタ）アクリロイル基を１個有する重量平均
分子量が２００以上の（メタ）アクリレート（Ｃ）を含有する硬化性組成物、その硬化物
及び支持基体上に情報記録層を有し、この情報記録層上に光透過層を有し、この光透過層
を通して記録光及び再生光の少なくとも一方が入射するように使用される光情報媒体であ
って、光透過層としてその硬化物を使用した光情報媒体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（ａ１）成分～（ａ３）成分を反応させて得られるウレタン（メタ）アクリレート
（Ａ）、２５℃での粘度が１，０００ｍＰａ・ｓ以下で、分子内に（メタ）アクリロイル
基を２個以上有する（メタ）アクリレート（Ｂ）及び環状骨格を有し、分子内に（メタ）
アクリロイル基を１個有する重量平均分子量が２００以上の（メタ）アクリレート（Ｃ）
を含有する硬化性組成物。
（ａ１）成分：２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート及び２，２，４
－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネートのうちの少なくとも１種
（ａ２）成分：ポリテトラメチレングリコール
（ａ３）成分：分子内に水酸基及び（メタ）アクリロイル基を有する化合物
【請求項２】
　請求項１に記載の硬化性組成物を硬化して得られる硬化物。
【請求項３】
　支持基体上に情報記録層を有し、この情報記録層上に光透過層を有し、この光透過層を
通して記録光及び再生光の少なくとも一方が入射するように使用される光情報媒体であっ
て、光透過層として請求項２に記載の硬化物を使用した光情報媒体。
【請求項４】
　光透過層を形成する硬化物の－２０℃での破断点伸度が１０％以上である請求項３に記
載の光情報媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は硬化性組成物、硬化物及び光情報媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報記録媒体の分野では高密度化に関して様々な研究が進められている。光ディ
スクの分野においても、動画が記録できる０．６ｍｍ厚の基板を貼り合わせた構造のＤＶ
Ｄが普及期を迎えている。
【０００３】
　しかしながら、今後、デジタルハイビジョン放送が広まるにつれ、更なる大容量の光デ
ィスクが必要とされている。そこで、光ディスクにおける光透過層の厚みを０．１ｍｍと
し、レンズ開口数（ＮＡ）が０．８５程度で、記録及び再生のレーザー波長を４００ｎｍ
程度とした高密度光ディスクシステムが提案され、実用化されている。
【０００４】
　０．１ｍｍ厚の光透過層を有する高密度光ディスクシステムとして、例えば、特許文献
１には液状の特定組成の放射線硬化性樹脂組成物をスピンコート法により塗布した後に放
射線を照射して硬化させて、耐擦傷性及び光透過性に優れた光透過層を有し、低コスト、
高生産性で反りの発生が抑制された光記録媒体及びその製造方法が提案されている。
【０００５】
　また、特許文献２には光ディスクの支持基体の情報記録層及び光透過層が積層されてい
る面の反対側の面に反り抑制層を配置することにより、温度の急峻な変化による光記録媒
体の反りを抑制する方法が提案されている。
【０００６】
　更に、特許文献３には光透過層に特定の弾性率を有する硬化膜を使用することにより高
温高湿環境下に長時間放置しても反りが抑制される光ディスクが提案されている。
【０００７】
　しかしながら、上記方法で得られた光記録媒体や光ディスクはいずれも－２０℃程度の
低温環境下に放置した場合における反りの抑制に対しては十分とは言えない。
【０００８】
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　また、特許文献１及び特許文献２では、液状の樹脂組成物をスピンコート法に最適な粘
度に調整するために、反応性希釈剤として低分子量で希釈効果の高いテトラヒドロフルフ
リルアクリレート等のラジカル硬化性モノマーを使用している。しかしながら、このよう
な希釈効果の高い低分子量のラジカル硬化性モノマーは揮発性が高いものが多く、製造工
程において樹脂組成物中から揮発してしまうことから、樹脂組成物の品質管理が難しく、
製造ラインを汚染しやすいという問題がある。
【０００９】
　一方、特許文献４には、リサイクル性に優れ、外部の温度変化に対する寸法安定性に優
れた光ディスク用保護層が形成可能な硬化性組成物が提案されているが、低分子量ラジカ
ル硬化性モノマーの揮発に対する対策は十分とは言えない。
【特許文献１】特開２００５－３１９４５９号公報
【特許文献２】特開２００３－１３２５９６号公報
【特許文献３】特開２００７－１０２９８０号公報
【特許文献４】特開２００８－６９３０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、揮発性が低く、品質管理が容易で、低温下に放置しても反りが小さい
光情報媒体の光透過層として有用な硬化性組成物、その硬化性組成物を硬化させて得られ
た硬化物及びその硬化物を光透過層として使用した光情報媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の要旨とするところは、下記（ａ１）成分～（ａ３）成分を反応させて得られる
ウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）（以下、「成分（Ａ）」という）、２５℃での粘度
が１，０００ｍＰａ・ｓ以下で、分子内に（メタ）アクリロイル基を２個以上有する（メ
タ）アクリレート（Ｂ）（以下、「成分（Ｂ）」という）及び環状骨格を有し、分子内に
（メタ）アクリロイル基を１個有する重量平均分子量が２００以上の（メタ）アクリロイ
ル基を１個有する（メタ）アクリレート（Ｃ）（以下、「成分（Ｃ）」という）を含有す
る硬化性組成物（以下、「本硬化性組成物」という）を第１の発明とする。
（ａ１）成分：２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート及び２，２，４
－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネートのうちの少なくとも１種
（ａ２）成分：ポリテトラメチレングリコール
（ａ３）成分：分子内に水酸基及び（メタ）アクリロイル基を有する化合物
【００１２】
　また、本発明の要旨とするところは、上記硬化性組成物を硬化して得られる硬化物（以
下、「本硬化物」という）を第２の発明とする。
　更に、本発明の要旨とするところは、支持基体上に情報記録層を有し、この情報記録層
上に光透過層を有し、この光透過層を通して記録光及び再生光の少なくとも一方が入射す
るように使用される光情報媒体であって、光透過層として上記の硬化物を使用した光情報
媒体（以下、「本光情報媒体」という）を第３の発明とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、揮発性の低いラジカル硬化性モノマーを反応性希釈剤として用いている
ことから、硬化性組成物の品質管理が容易で、製造ラインの汚染も抑制することができる
。
【００１４】
　また同時に、極低温下でも反りの小さい光情報媒体を提供できることから、高密度の再
生専用光ディスクや記録型光ディスク等の光情報媒体として有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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成分（Ａ）
　本発明において、成分（Ａ）は本硬化性組成物の１成分である。
　成分（Ａ）は本硬化性組成物に低収縮性を付与するための成分であり、また本硬化物に
可とう性を付与するための成分である。
　成分（Ａ）は（ａ１）成分～（ａ３）成分を反応させて得られるものである。
【００１６】
（ａ１）成分
　本発明で使用される（ａ１）成分としては、例えば、エボニックデグサジャパン社より
市販されているＶＥＳＴＡＮＡＴ　ＴＭＤＩが挙げられる。これは、２，４，４－トリメ
チルヘキサメチレンジイソシアネート及び２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイソ
シアネートの混合物であり、成分（Ａ）に可とう性を付与できるとともに、他のイソシア
ネート化合物を用いた場合に比べて成分（Ａ）の粘度を低く抑えることができる。
　（ａ１）成分は１種を単独で、又は２種以上を併用して用いられる。
【００１７】
　また、本発明の目的を損なわない範囲において（ａ１）成分以外に他のイソシアネート
化合物を併用することができる。
【００１８】
　他のイソシアネート化合物としては、例えば、メチレンジイソシアネート、エチレンジ
イソシアネート、イソプロピレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネート、
ペンタメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、オクタメチレンジ
イソシアネート、リジンメチルエステルジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート
、ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン、ビス（４－イソシアナトフェニル）
メタン、ビス（３－クロロ－４－イソシアナトフェニル）メタン、２，４－トリレンジイ
ソシアネート、２，６－トリレンジイソシアネート、トリス（４－イソシアナトフェニル
）メタン、１，２－キシリレンジイソシアネート、１，４－キシリレンジイソシアネート
、１，２－水添キシリレンジイソシアネート、１，４－水添キシリレンジイソシアネート
、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、水添テトラメチルキシリレンジイソシアネ
ート、ナフタレンジイソシアネート、ノルボルナンジイソシアネート等のジイソシアネー
ト類が挙げられる。
　これらは１種を単独で、又は２種以上を併用して用いられる。
【００１９】
（ａ２）成分
　本発明で使用される（ａ２）成分としては、例えば、市販のポリテトラメチレングリコ
ールが挙げられる。
【００２０】
　ポリテトラメチレングリコールの数平均分子量としては、５００～１，５００が好まし
く、６００～１，２００がより好ましく、８００～１，１００が更に好ましい。数平均分
子量が５００以上で、得られる成分（Ａ）の可とう性が十分で、低温環境下での反りの発
生を抑えることができる。また、数平均分子量が１，５００以下で、成分（Ａ）の粘度を
低く抑えることができ、本硬化性組成物中に、揮発性が低く希釈効果の低いラジカル硬化
性モノマーを配合した場合でも、本硬化性組成物の粘度をスピンコート法に適した粘度に
調整することが容易である。
　（ａ２）成分は１種を単独で、又は２種以上を併用して用いられる。
【００２１】
　また、本発明の目的を損なわない範囲において、（ａ２）成分以外に他の多価アルコー
ルを併用することができる。
【００２２】
　他の多価アルコールとしては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ
コール等のポリエーテルポリオール類；１－メチルブチレングリコール、ネオペンチルグ
リコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、１，６
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－ヘキサンジオール、１，４－ブタンジオール、１，９－ノナンジオール、１，１０－デ
カンジオール、３－メチルペンタンジオール、２，４－ジエチルペンタンジオール、トリ
シクロデカンジメタノール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、１，２－シクロヘキ
サンジメタノール、１，３－シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジオール、水
添ビスフェノールＡ、ビスフェノールＡ、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトー
ル等の多価アルコール類；上記多価アルコール類にエチレンオキサイド、プロピレンオキ
サイド、ブチレンオキサイド等のアルキレンオキサイドを付加したポリエーテル変性ポリ
オール類；上記多価アルコール類と、コハク酸、フタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、テレ
フタル酸、アジピン酸、アゼライン酸、テトラヒドロフタル酸等の多塩基酸類又はこれら
多塩基酸の酸無水物類との反応によって得られるポリエステルポリオール類；上記多価ア
ルコール類と、ε－カプロラクトン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、δ－バ
レロラクトン等のラクトン類との反応によって得られるポリラクトンポリオール類；上記
多価アルコール類及び多塩基酸類と、ε－カプロラクトン、γ－ブチロラクトン、γ－バ
レロラクトン、δ－バレロラクトン等のラクトン類との反応によって得られるラクトン変
性ポリエステルポリオール類；上記多価アルコール類とテトラヒドロフランとの共重合体
；環状ヒドロキシカルボン酸エステルと、アンモニア又は１個の第一級若しくは第二級ア
ミノ窒素を含む化合物との反応によって得られるアミドポリオール類；１，６－ヘキサン
ジオール、３－メチルペンタンジオール、２，４－ジエチルペンタンジオール、トリメチ
ルヘキサンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，４－シ
クロヘキサンジオール等のジオール類と、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート
、ジエチルカーボネート、ジ－ｎ－プロピルカーボネート、ジイソプロピルカーボネート
、ジブチルカーボネート、ジシクロヘキシルカーボネート、ジフェニルカーボネート等の
炭酸エステル類とのエステル交換反応により得られるポリカーボネートジオール類；及び
ポリブタジエングリコール類が挙げられる。
　これらは１種を単独で、又は２種以上を併用して用いられる。
【００２３】
（ａ３）成分
　本発明で使用される（ａ３）成分としては、例えば、ヒドロキシアルキル（メタ）アク
リレートが挙げられる。
【００２４】
　ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートの具体例としては、２－ヒドロキシエチル（
メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブ
チル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキ
サンジメタノールモノ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリ
レート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールモノ
（メタ）アクリレート、フェニルグリシジルエーテル（メタ）アクリレート等の（メタ）
アクリレート類及びこれらのカプロラクトンの付加物が挙げられる。
【００２５】
　これらの中で、得られる成分（Ａ）が低粘度となる点で、２－ヒドロキシエチル（メタ
）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート及び４－ヒドロキシブチ
ル（メタ）アクリレートが好ましい。
　（ａ３）成分は１種を単独で、又は２種以上を併用して用いられる。
【００２６】
　尚、本発明において、「（メタ）アクリレート」及び「（メタ）アクリロイル」はそれ
ぞれ「アクリレート」及び「メタクリレート」のうちの少なくとも１種並びに「アクリロ
イル」及び「メタクリロイル」のうちの少なくとも１種を示す。
【００２７】
　成分（Ａ）の合成方法としては、公知のウレタン（メタ）アクリレートの合成方法が挙
げられる。成分（Ａ）の合成方法の具体例として以下の方法が挙げられる。
【００２８】
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　まず、フラスコ内に（ａ１）成分２モルを仕込み、更にジブチル錫ジラウレート等の触
媒を（ａ１）成分～（ａ３）成分の総仕込量に対して５０～３００ｐｐｍとなるように混
合する。次いで、フラスコ内温度を４０～６０℃に保ちながら、フラスコ内に（ａ２）成
分１モルを２～４時間かけて滴下してウレタンプレポリマーを得る。その後、フラスコ内
温を６０～７５℃として、フラスコ内に、得られたウレタンプレポリマー末端に残存する
イソシアネート基と当量の（ａ３）成分を滴下して成分（Ａ）を得る。
【００２９】
成分（Ｂ）
　本発明において、成分（Ｂ）は本硬化性組成物の１成分である。成分（Ｂ）は２５℃で
の粘度が１，０００ｍＰａ・ｓ以下で、分子内に（メタ）アクリロイル基を２個以上有す
る（メタ）アクリレートである。
【００３０】
　成分（Ｂ）は本硬化性組成物を低粘度とし、本硬化性組成物に速硬化性を付与すると共
に、本硬化物を使用した光透過層の表面硬度、強靭性、可とう性、隣り合う層との密着性
等を良好とするための成分である。
【００３１】
　成分（Ｂ）としては、例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル（メタ
）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート（繰り返し単位数３～
１５）、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メ
タ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート（繰り返し単位数
３～１５）、ポリテトラメチレングリコールジ（メタ）アクリレート（繰り返し単位数１
～３）、１，３－ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオール
ジ（メタ）アクリレート、１，５－ペンタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－
ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、１，７－ヘプタンジオールジ（メタ）アクリ
レート、１，８－オクタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオールジ
（メタ）アクリレート、１，１０－デカンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチ
ルグリコールジ（メタ）アクリレート、エトキシレーテッドネオペンチルグリコールジ（
メタ）アクリレート、プロポキシレーテッドネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレ
ート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、トリシク
ロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコール変性トリメチロ
ールプロパンジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールのε－カプ
ロラクトン付加ジ（メタ）アクリレート等のジ（メタ）アクリレート類；及びトリメチロ
ールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレー
ト、エトキシレーテッドトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、プロポキシ
レーテッドトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパ
ンテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ペ
ンタエリスリトールエトキシテトラ（メタ）アクリレート等の分子内に（メタ）アクリロ
イル基を３個以上有するポリ（メタ）アクリレート類が挙げられる。これらは一種単独で
、又は二種以上を併用して用いられる。
【００３２】
　これらの中で、本硬化性組成物の硬化性と本硬化物の機械物性のバランスを良好とし、
本硬化性組成物の液粘度を低くする点で、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレー
ト、エトキシレーテッドネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、プロポキシレ
ーテッドネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノー
ルジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、エトキ
シレーテッドトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート及びプロポキシレーテッ
ドトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレートが好ましい。
【００３３】
成分（Ｃ）
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　本発明において、成分（Ｃ）は本硬化性組成物の１成分である。成分（Ｃ）は環状骨格
を有し、分子内に（メタ）アクリロイル基を１個有する重量平均分子量が２００以上の（
メタ）アクリレート化合物である。
【００３４】
　成分（Ｃ）は硬化性組成物の液粘度を低粘度化すると共に、得られる硬化物に表面硬度
、隣り合う層との密着性等を付与するための成分である。
【００３５】
　成分（Ｃ）としては、例えば、アダマンチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メ
タ）アクリレート、トリシクロデカニル（メタ）アクリレート、トリシクロデカニルオキ
シメチル（メタ）アクリレート、トリシクロデカニルオキシエチル（メタ）アクリレート
、４－ｔ－ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、３，３，５－トリメチルシクロ
ヘキシル（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性テトラヒドロフルフリル（メタ）ア
クリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）ア
クリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニ
ルオキシエチル（メタ）アクリレート、ノニルフェノキシポリエチレングリコール（メタ
）アクリレート及びフェニルオキシエチル（メタ）アクリレート、フェノキシジエチレン
グリコール（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性クレゾール（メタ）アクリレ
ート、ノニルフェニルオキシエチル（メタ）アクリレート、パラクミルフェニルオキシエ
チル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジ
シクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシルオキシエチル（メ
タ）アクリレート、２－エチル－２－メチル－１，３－ジオキソラン－４－イル－メチル
（メタ）アクリレート、２－イソブチル－２－メチル－１，３－ジオキソラン－４－イル
－メチル（メタ）アクリレートが挙げられる。これらは一種単独で、又は二種以上を併用
して用いられる。
【００３６】
　これらの中で、揮発性が低く、本硬化組成物の低粘度化が可能で、臭気が少なく、反応
性が比較的良好な点で、トリシクロデカニルオキシメチル（メタ）アクリレート、トリシ
クロデカニルオキシエチル（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性テトラヒドロフル
フリル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート及
びジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）アクリレートが好ましい。
【００３７】
本硬化性組成物
　本硬化性組成物は成分（Ａ）、成分（Ｂ）及び成分（Ｃ）を含有する。
【００３８】
　本発明において、本硬化性組成物は、本発明の目的を損なわない範囲であれば、成分（
Ａ）～成分（Ｃ）以外のラジカル硬化性モノマー又はラジカル硬化性オリゴマー（以下、
「成分（Ｄ）」という）を含有することができる。
【００３９】
　成分（Ｄ）としては、例えば、成分（Ｂ）以外の分子内に（メタ）アクリロイル基を３
個以上有するポリ（メタ）アクリレート及びジ（メタ）アクリレート、成分（Ｃ）以外の
モノ（メタ）アクリレート、ポリエステルポリ（メタ）アクリレート並びに成分（Ａ）以
外のウレタン（メタ）アクリレートが挙げられる。
【００４０】
　成分（Ｄ）の中で、ポリ（メタ）アクリレートの具体例としては、エトキシレーテッド
ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリス（２－（メタ）アクリロイルオ
キシエチル）イソシアヌレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、
ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリ
スリトールペンタ（メタ）アクリレート及びカプロラクトン変性ジペンタエリスリトール
ヘキサ（メタ）アクリレートが挙げられる。
【００４１】
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　成分（Ｄ）の中で、ジ（メタ）アクリレートの具体例としては、ビス（２－（メタ）ア
クリロイルオキシエチル）－２－ヒドロキシエチルイソシアヌレート、ポリエトキシレー
テッドシクロヘキサンジメタノールジ（メタ）アクリレート、ポリプロポキシレーテッド
シクロヘキサンジメタノールジ（メタ）アクリレート、ポリエトキシレーテッドビスフェ
ノールＡジ（メタ）アクリレート、ポリプロポキシレーテッドビスフェノールＡジ（メタ
）アクリレート、ポリエトキシレーテッド水添ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート
、ポリプロポキシレーテッド水添ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、ビスフェノ
キシフルオレンエタノールジ（メタ）アクリレート及びカプロラクトン変性リン酸ジ（メ
タ）アクリレートが挙げられる。
【００４２】
　成分（Ｄ）の中で、モノ（メタ）アクリレートの具体例としては、２－エチル－ヘキシ
ルオキシエチル（メタ）アクリレート、２－メトキシエチル（メタ）アクリレート、３－
メトキシブチル（メタ）アクリレート、メトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレ
ート、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、エトキシジエチレングリ
コール（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフル
フリル（メタ）アクリレート、２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレート、ラウリル（
メタ）アクリレート、ミリスチル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレ
ート、３－エチル－３－オキセタニルメチル（メタ）アクリレート、２－シクロヘキシル
エチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリ
レート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性リン酸（メ
タ）アクリレート、カプロラクトン変性リン酸（メタ）アクリレート及びトリメチロール
プロパンホルマール（メタ）アクリレートが挙げられる。
【００４３】
　成分（Ｄ）の中で、ポリエステルポリ（メタ）アクリレートの具体例としては、フタル
酸、コハク酸、ヘキサヒドロフタル酸、テトラヒドロフタル酸、テレフタル酸、アゼライ
ン酸、アジピン酸等の多塩基酸と、エチレングリコール、ヘキサンジオール、ポリエチレ
ングリコール、ポリテトラメチレングリコール等の多価アルコールと、（メタ）アクリル
酸又はその誘導体との反応で得られるポリエステルポリ（メタ）アクリレートが挙げられ
る。
【００４４】
　成分（Ｄ）の中で、ウレタン（メタ）アクリレートの具体例としては、２，４，４－ト
リメチルヘキサメチレンジイソシアネート、２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイ
ソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ビス（
４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン、ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン、
１，２－水添キシリレンジイソシアネート、１，４－水添キシリレンジイソシアネート、
水添テトラメチルキシリレンジイソシアネート、ノルボルナンジイソシアネート等のジイ
ソシアネート類にポリカーボネートジオールやポリオール化合物類を反応させて得られる
ウレタンプレポリマーの末端に水酸基含有（メタ）アクリレートを付加させた成分（Ａ）
以外のウレタン（メタ）アクリレートが挙げられる。
　成分（Ｄ）は一種単独で、又は二種以上を併用して用いられる。
【００４５】
　本硬化性組成物においては、成分（Ａ）の含有量は、成分（Ａ）、成分（Ｂ）、成分（
Ｃ）及び必要に応じて成分（Ｄ）の合計量１００質量部に対して３０～８０質量部が好ま
しく、４０～７０質量部がより好ましい。成分（Ａ）の含有量が３０質量部以上で本硬化
性組成物の硬化収縮率の低減効果に優れ、本硬化物の－２０℃での破断点伸度が１０％以
上になり、本硬化物の可撓性に優れる傾向にある。また、成分（Ａ）の含有量が８０質量
部以下で本硬化性組成物の液粘度が低くなり、情報記録層上への塗工作業性に優れ、本硬
化物の機械的物性及び保護性能に優れる傾向にある。
【００４６】
　本硬化性組成物においては、成分（Ｂ）の含有量は、成分（Ａ）、成分（Ｂ）、成分（
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Ｃ）及び必要に応じて成分（Ｄ）の合計量１００質量部に対して５～５０質量部が好まし
く、１０～３０質量部がより好ましい。成分（Ｂ）の含有量が５質量部以上で本硬化物の
機械的物性及び保護性能に優れる傾向がある。また、成分（Ｂ）の含有量が５０質量部以
下で本硬化組成物の硬化収縮率の低減効果に優れ、本硬化物の可撓性が優れ、本硬化物の
－２０℃での破断点伸度を１０％以上にできる傾向にある。
【００４７】
　本硬化性組成物においては、成分（Ｃ）の含有量は、成分（Ａ）、成分（Ｂ）、成分（
Ｃ）及び必要に応じて成分（Ｄ）の合計量１００質量部に対して５～４０質量部が好まし
く、１５～２５質量部がより好ましい。成分（Ｃ）の含有量が１０質量部以上で本硬化性
組成物の液粘度が低くなり、硬化収縮率が低下する傾向がある。また、成分（Ｃ）の含有
量が３０質量部以下で本硬化性組成物の硬化性が良好となる傾向にある。
【００４８】
　本硬化性組成物においては、成分（Ｄ）の含有量は、成分（Ａ）、成分（Ｂ）、成分（
Ｃ）及び成分（Ｄ）の合計量１００質量部に対して２０質量部以下が好ましく、１０質量
部以下がより好ましい。成分（Ｄ）の含有量が２０質量部以下で本硬化性組成物の液粘度
が低くなり、硬化収縮率が低下する傾向がある。
【００４９】
　本硬化性組成物には、本硬化性組成物を活性エネルギー線照射により効率よく硬化させ
るために、光重合開始剤（Ｅ）（以下、「成分（Ｅ）」という）を含有することが好まし
い。
【００５０】
　成分（Ｅ）としては、例えば、ベンゾフェノン、２，４，６－トリメチルベンゾフェノ
ン、メチルオルトベンゾイルベンゾエイト、４－フェニルベンゾフェノン、ｔ－ブチルア
ントラキノン、２－エチルアントラキノン、ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ
－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、オリゴ｛２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－［４－（１－メチルビニル）フェニル］プロパノン｝、ベンジルジメチルケタール
、１－ヒドロキシシクロヘキシル－フェニルケトン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾ
インエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル
、２－メチル－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モルホリノ－１－プロパノン、２
－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－ブタノン－１、ジ
エチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２，４，６－トリメチルベンゾイ
ルジフェニルホスフィンオキサイド、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，
４－トリメチルペンチルホスフィンオキサイド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイ
ル）－フェニルホスフィンオキサイド、２－ヒドロキシ－１－{４－〔４－（２－ヒドロ
キシ－２－メチルプロピオニル）ベンジル〕フェニル}－２－メチルプロパン－１－オン
及びメチルベンゾイルホルメートが挙げられる。これらは一種単独で、又は二種以上を併
用して用いられる。
【００５１】
　これらの中で、本硬化性組成物の硬化性及び本硬化物の難黄変性の点で、２－ヒドロキ
シ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシシクロヘキシル－フ
ェニルケトン及び２－ヒドロキシ－１－{４－〔４－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロ
ピオニル）ベンジル〕フェニル}－２－メチルプロパン－１－オンが好ましい。
【００５２】
　本発明において、成分（Ｅ）の含有量は、成分（Ａ）、成分（Ｂ）、成分（Ｃ）及び必
要に応じて成分（Ｄ）の合計量１００質量部に対して１～１０質量部が好ましく、１．５
～５質量部がより好ましい。
【００５３】
　成分（Ｅ）の含有量が１質量部以上で空気雰囲気中で安定して硬化できる傾向にあり、
１０質量部以下で本硬化性組成物の塗膜の深部硬化性が良好で、本硬化物の黄変が抑えら
れる傾向にある。
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【００５４】
　本硬化性組成物には、本発明を損なわない範囲で、熱重合開始剤、酸化防止剤、光安定
剤、光増感剤、熱可塑性高分子、スリップ剤、レベリング剤、紫外線吸収剤、重合禁止剤
、シランカップリング剤、無機フィラー、有機フィラー、表面有機化処理した無機フィラ
ー等の添加剤を適宜配合することができる。
【００５５】
　上記の酸化防止剤及び光安定剤の添加量としては、それぞれ、成分（Ａ）、成分（Ｂ）
成分（Ｃ）及び必要に応じて成分（Ｄ）の合計量１００質量部に対して０．００１～５質
量部が好ましく、０．０１～３質量部がより好ましい。
【００５６】
　本発明においては、本硬化性組成物は、ダストやゲル物等の異物の存在による読み取り
エラー又は書き込みエラーを防止するために、５μｍ以上、好ましくは１μｍ以上の異物
を排除するろ過フィルターを用いてろ過することが好ましい。
【００５７】
　ろ過フィルターの素材としては、例えば、セルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリテトラフルオロエチレン及びナイロンが挙げられる。
【００５８】
　また、本発明において、光透過層に気泡が存在すると読み取りエラー又は書き込みエラ
ーの原因となることから、本硬化性組成物は予め真空、超音波、遠心条件下又はその組み
合わせの条件下において脱気を行うことが好ましい。
【００５９】
本硬化物
　本硬化物は本硬化性組成物を硬化して得られるものであり、支持基体上に情報記録層を
有し、この情報記録層上に光透過層を有し、この光透過層を通して記録光及び再生光の少
なくとも一方が入射するように使用される本光情報媒体の光透過層として使用することが
できる。
【００６０】
　本硬化物を光透過層として使用する場合には、本硬化物の－２０℃での破断点伸度（以
下、「破断点伸度（ａ）」という）が１０％以上が好ましく、１５％以上がより好ましく
、２０％以上が特に好ましい。また、－２０℃と２５℃の場合における光ディスクの反り
量の差の点で、破断点伸度（ａ）を本硬化物の２５℃における破断点伸度（以下、「破断
点伸度（ｂ）」という）で除した値（以下、「破断点伸度（ａ）／（ｂ）」という）が０
．３０～１．０であることが好ましく、０．５０～１．０がより好ましい。
【００６１】
　本硬化物の破断点伸度（ａ）が１０％以上で、－２０℃と２５℃の場合における光ディ
スクの反り量の差を０．２度以下とすることができ、低温における光情報媒体への記録や
再生を問題なく行うことができる傾向にある。
【００６２】
　一方、破断点伸度（ａ）の上限は５０％以下であることが好ましい。破断点伸度（ａ）
が５０％以下で、本硬化物が光透過層として十分な硬度を有する傾向にある。
【００６３】
　尚、破断点伸度（ａ）は破断点伸度（ｂ）を超えることは無いので、破断点伸度（ａ）
／（ｂ）の値は１．０以下である。
【００６４】
　破断点伸度は光情報媒体から剥離した光透過層を用いて測定することができ、最大点応
力（単位：ＭＰａ）及び引張弾性率（単位：ＭＰａ）と共に求めることができる。
【００６５】
　本発明においては、本硬化物の２５℃における引張弾性率は１００～１，５００ＭＰａ
が好ましく、２００～１，０００ＭＰａがより好ましい。引張弾性率が１００ＭＰａ以上
で情報記録層の保護膜として十分な硬度を有する傾向にあり、１，５００ＭＰａ以下で光
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情報媒体の反りの低減効果に優れている傾向にある。
【００６６】
　本硬化物を得るために本硬化性組成物を硬化する方法としては、例えば、熱、α線、β
線、γ線、Ｘ線、電子線、紫外線及び可視光線が挙げられる。
【００６７】
　本発明において、本硬化物を本光情報媒体の光透過層として使用する場合の本硬化性組
成物を硬化する方法としては、本光情報媒体の周方向の膜厚精度と製造コストの点で、紫
外線の活性エネルギー線で硬化する方法が好ましい。
【００６８】
　本発明においては、本硬化物を本光情報媒体の光透過層として使用する場合の本硬化性
組成物は、支持基体上に設けられた後述する情報記録層の上に、スピンコート、スプレー
コート、ブラシコート等の公知の塗工方法で塗工し、情報記録層上に本硬化性組成物の塗
膜を形成することができる。次いで、活性エネルギー線等で本硬化性組成物の塗膜を硬化
することにより、情報記録層上に光透過層を形成した本光情報媒体を得ることができる。
尚、活性エネルギー線を照射する雰囲気としては、空気中でも窒素、アルゴン等の不活性
ガス中でもよいが、製造コストの点で、空気中で照射することが好ましい。
【００６９】
　本硬化物を本光情報媒体の光透過層として使用する場合、高温高湿条件下においても光
透過層の膜厚変化を小さくできる点で、本硬化性組成物の反応率は９０％以上が好ましく
、９３％以上がより好ましく、９５％以上が更に好ましい。反応率が９０％以上で、本硬
化物中に残存する未反応のジ（メタ）アクリレート類や光重合開始剤が経時的に揮発して
膜厚が減少することを抑制できる傾向にある。
【００７０】
　本硬化性組成物の反応率を９０％以上とする方法としては、例えば、活性エネルギー線
として紫外線を使用した場合、積算光量を５００ｍＪ／ｃｍ２以上、より好ましくは１，
０００ｍＪ／ｃｍ２以上、更に好ましくは２，０００ｍＪ／ｃｍ２以上とする条件で紫外
線を照射して硬化性組成物を硬化させる方法が挙げられる。
【００７１】
　尚、本硬化性組成物の反応率を測定する方法としては、例えば、赤外分光法により（メ
タ）アクリロイル基の残存量を測定する手法、本硬化物の弾性率、Ｔｇ等の物理特性の飽
和度から測定する手法及びゲル分率により架橋度合いを測定する手法が挙げられる。
【００７２】
　これらの中で、本硬化物中に残存する残渣を定量しやすいことから、ゲル分率を測定す
る手法を利用することが好ましい。ゲル分率の測定方法としては、例えば、本硬化物を粉
砕し、溶剤中で未硬化成分を抽出した後、乾燥させて、その質量変化によりゲル分率を測
定する方法が挙げられる。
【００７３】
支持基体
　本光情報媒体に使用される支持基体としては、例えば、金属、ガラス、セラミックス、
紙、木材、プラスチック等の材料及びこれらの複合材料が挙げられる。
【００７４】
　これらの中で、従来の光ディスク製造プロセスを利用できる点でプラスチックが好まし
い。プラスチックの具体例としては、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル、ポリ乳
酸、ポリカーボネート、アモルファスポリオレフィン等の熱可塑性樹脂が挙げられる。
【００７５】
情報記録層
　本光情報媒体においては支持基体の片面に情報記録層が積層されている。
【００７６】
　情報記録層の材料は特に限定されず、読み取り専用型媒体、相変化型記録媒体、ピット
形成タイプ記録媒体、光磁気記録媒体等に適用可能な材料を目的に応じて選択することが



(12) JP 2010-65193 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

できる。
【００７７】
　情報記録層の材料の具体例としては、Ａｕ、Ａｌ、Ａｌ・Ｔｉ合金、Ａｇ、Ａｇ・Ｐｄ
・Ｃｕ合金、Ａｇ・Ｉｎ・Ｔｅ・Ｓｂ合金、Ａｇ・Ｉｎ・Ｔｅ・Ｓｂ・Ｇｅ合金、Ｇｅ・
Ｓｂ・Ｔｅ合金、Ｇｅ・Ｓｎ・Ｓｂ・Ｔｅ合金、Ｓｂ・Ｔｅ合金、Ｔｂ・Ｆｅ・Ｃｏ合金
及び色素が挙げられる。
【００７８】
　本発明においては、必要に応じて情報記録層の少なくとも一方の側に記録層の保護や光
学的効果を目的として、ＳｉＮ、ＺｎＳ、ＳｉＯ２等の誘電体層を設けることができる。
【００７９】
　支持基体上に情報記録層を形成する方法としてはスパッタリング法等の公知の方法が挙
げられる。
【００８０】
光透過層
　本発明においては情報記録体層の上に光透過層が積層される。
【００８１】
　光透過層の厚みとしては、本発明の効果の発現性の点で０．１ｍｍ程度が好ましい。
【００８２】
　また、光透過層の透明性としては、情報記録層への記録や再生のために４００ｎｍ程度
のレーザーに対する透明性が良好であることが好ましい。
【００８３】
　本硬化物を光透過層として使用する場合には、光透過層の厚みが５μｍ以上で光情報媒
体の表面を十分に保護できる傾向にあり、５００μｍ以下で光情報媒体の反りを抑制しや
すい傾向にある。本硬化物を光透過層として使用する場合の光透過層の厚みは１０～３０
０μｍがより好ましく、１５～１５０μｍが更に好ましい。
【００８４】
光情報媒体
　本光情報媒体は少なくとも支持基体上に情報記録層を有し、この情報記録層上に光透過
層を有する構造を有している。
【００８５】
　また、本光情報媒体は、光透過層を通して記録光又は再生光が入射して、情報記録層へ
の情報の記録又は情報記録層の情報の読み取りができるものである。
【００８６】
　本光情報媒体には、光透過層の上に擦り傷防止や汚れ防止等を目的として、ハードコー
ト層を設けることができる。
【実施例】
【００８７】
　以下、本発明について実施例を用いて詳細に説明する。また、以下において、「部」は
「質量部」を示す。また、硬化性組成物、硬化物及び評価用光ディスクについての各種評
価は以下の方法により評価した。
【００８８】
［試験方法］
（１）硬化性組成物の揮発性
　アルミ皿に硬化性組成物３ｇを量りとり、９０℃の乾燥機に２時間入れて加熱した後、
乾燥機から取り出し、室温にて十分冷却した。硬化性組成物の残渣の質量を測定し、加熱
後の硬化性組成物の残存率（％）を計算し、揮発性の評価を以下の基準により判定した。
○：硬化性組成物の残渣が９０％以上。
×：硬化性組成物の残渣が９０％未満。
【００８９】
（２）硬化物の破断点伸度、引張弾性率及び破断点伸度（ａ）／（ｂ）
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　作製した評価用光ディスクから平均膜厚が１００μｍの硬化物の層を剥離し、剥離した
硬化物の層から１０ｍｍ×１００ｍｍ×１００μｍの試験片を切り出した。次いで、標線
間距離５０ｍｍ及び引張速度２０ｍｍ／分で、ＪＩＳ　Ｋ７１２７－１９８９に準拠して
、－２０℃及び２５℃での破断点伸度（％）並びに２５℃での引張弾性率（ＭＰａ）を測
定した。また、破断点伸度（ａ）／（ｂ）を算出した。
　尚、破断点伸度の判定は以下の基準で実施した。
○：－２０℃における破断点伸度（ａ）が１０％以上。
×：－２０℃における破断点伸度（ａ）が１０％未満。
【００９０】
（３）光ディスクの反り角及び寸法安定性
　作製した評価用光ディスクの初期の反り角（度）として、ジャパンイーエム（株）製光
ディスク光学機械特性測定装置「ＤＬＤ－３０００」（商品名）を用いて、２５℃及び相
対湿度５０％の環境下にて、光ディスクの半径５５ｍｍの位置での値を測定した。
【００９１】
　次いで、光ディスクを－２０℃の環境下に２４時間放置して取り出した直後に、光ディ
スクの半径５５ｍｍ位置での反り角を測定し、－２０℃での光ディスクの反り角と２５℃
での光ディスクの反り角との差を求めて光ディスクの寸法安定性を以下の基準で判定した
。
【００９２】
　尚、光ディスクの反り角とは、光ディスク最外周における光透過層側への半径方向の最
大反り角のことである。また、反り角の値が負（－）である場合は、光ディスクが支持基
体の光透過層が積層されていない面側に反っていることを意味する。
○：－２０℃と２５℃とにおける反り角の差が０．２度以下。
×：－２０℃と２５℃とにおける反り角の差が０．２度を越える。
【００９３】
（４）光ディスクの耐腐食性
　作成した評価用光ディスクについて、８０℃及び相対湿度８５％の環境下にて９６時間
の耐久試験を行い、銀合金膜の外観を下記の基準に従って目視にて評価した。
○：銀合金膜に異常なし。
×：銀合金膜に変色、腐食等の異常あり。
【００９４】
［合成例１］ウレタンアクリレート（ＵＡ１）の製造
　５リットルの４つ口フラスコに２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネー
ト及び２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネートの混合物（デグサジャパ
ン（株）製、商品名：ＶＥＳＴＡＮＡＴ　ＴＭＤＩ）１，０５０ｇ及びジブチル錫ジラウ
レート（昭和化学（株）製）０．８ｇを入れ、ウォーターバスでフラスコ内温が７０℃に
なるように加熱、撹拌した。次いで、フラスコ内温を７０℃に保ちながら、滴下ロートか
ら、フラスコ内に、４０℃に保温したポリテトラメチレングリコール（保土谷化学工業（
株）製、商品名：ＰＴＧ８５０）２，１７０ｇを４時間等速滴下で加え、更に、同温度で
２時間攪拌して反応を継続した。その後、フラスコ内温を７５℃に上げ、フラスコ内温を
７５℃に保ちながら、滴下ロートから、２－ヒドロキシエチルアクリレート（大阪有機化
学工業（株）製、商品名：ＨＥＡ）５８１ｇとハイドロキノンモノメチルエーテル２．５
ｇを均一に混合溶解させた液を２時間等速滴下し、更にフラスコ内容物の温度を７５℃に
保ちながら４時間反応を継続させて、ウレタンアクリレート（ＵＡ１）を得た。
【００９５】
［合成例２～４］ウレタンアクリレート（ＵＡ２）～（ＵＡ６）の製造
　ウレタンアクリレートの原料として表１に示すものを使用する以外は合成例１と同様に
してウレタンアクリレート（ＵＡ２）～（ＵＡ６）を得た。
【００９６】
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【表１】

【００９７】
ＴＭＤＩ：２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート及び２，２，４－ト
リメチルヘキサメチレンジイソシアネートの混合物（デグサジャパン（株）製、商品名：
ＶＥＳＴＡＮＡＴ　ＴＭＤＩ）
ＩＰＤＩ：イソホロンジイソシアネート（デグサジャパン（株）製、商品名：ＶＥＳＴＡ
ＮＡＴ　ＩＰＤＩ）
トリレンジイソシアネート：三井化学ポリウレタン（株）製、商品名：コスモネートＴ－
８０
ＰｏｌｙＴＨＦ２５０：ポリテトラメチレングリコール（ＢＡＳＦジャパン（株）製、商
品名、数平均分子量２５５）
ＰＴＧ－８５０：ポリテトラメチレングリコール（保土谷化学工業（株）製、商品名、数
平均分子量８７２）
ＰＴＧ－１０００：ポリテトラメチレングリコール（保土谷化学工業（株）製、商品名、
数平均分子量１０１４）
Ｔ－５６５０Ｊ：ポリカーボネートジオール（旭化成ケミカルズ（株）製、商品名：ＰＣ
ＤＬ　Ｔ－５６５０Ｊ）
ＨＥＡ：２－ヒドロキシエチルアクリレート（大阪有機化学工業（株）製、商品名）
【００９８】
［実施例１］
（１）硬化性組成物の調製
　成分（Ａ）としてウレタンアクリレート（ＵＡ１）６１部、成分（Ｂ）としてトリメチ
ロールプロパントリアクリレート（大阪有機化学工業（株）製、商品名：ＴＭＰ３Ａ－３
）１１部、ネオペンチルグリコールジアクリレート（日本化薬（株）製、商品名：カヤラ
ッドＮＰＧＤＡ）３部、成分（Ｃ）としてジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート
（日立化成工業（株）製、商品名：ＦＡ－５１２Ａ）２５部、成分（Ｄ）として１－ヒド
ロキシシクロヘキシル－フェニルケトン（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製、
商品名：イルガキュア１８４）４部を混合溶解し、１μｍのフィルターでろ過した後に、
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減圧脱気して、硬化性組成物（イ）を得た。硬化性組成物（イ）の揮発性の評価結果を表
２に示す。
【００９９】
（２）評価用光ディスクの作製
　ポリカーボネート樹脂（飽和吸水率：０．１５％）を射出成型して光ディスク形状を有
する、透明で円盤状の、表面が鏡面の支持基体（直径１２ｃｍ、板厚１．１ｍｍ及び反り
角０度）を作製した。
【０１００】
　得られた支持基体の片表面に、スパッタリング法にて膜厚２０ｎｍのＡｇ９８Ｐｄ１Ｃ
ｕ１（原子比）合金膜（以下、「銀合金膜」という）を積層した。
【０１０１】
　この銀合金膜上に、上記で調製した硬化性組成物（イ）を、雰囲気温度２３℃及び相対
湿度５０％の環境下で、スピンコーターを用いて塗工した。その後、塗工面の上方より、
Ｈバルブランプ（フュージョンＵＶシステムズ・ジャパン（株）製）を用いて、紫外線を
積算光量１，０００ｍＪ／ｃｍ２（紫外線光量計「ＵＶ－３５１」（（株）オーク製作所
製、商品名）で測定）で照射し、塗膜を硬化して平均膜厚が１００μｍの硬化物で構成さ
れる光透過層を形成し、支持基体の上に情報記録層及び光透過層が順次積層された評価用
光ディスクを作成した。
【０１０２】
　得られた評価用光ディスクを使用して硬化物の破断点伸度、破断点伸度（ａ）／（ｂ）
及び引張弾性率並びに光ディスクの反り角、寸法安定性及び耐腐食性を評価した。得られ
た結果を表２に示す。
【０１０３】
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【表２】

【０１０４】
ＴＭＰ３Ａ－３：トリメチロールプロパントリアクリレート（大阪有機化学工業（株）製
、商品名）、粘度１６０ｍＰａ・ｓ
ニューフロンティアＴＭＰ－３：エトキシレーテッドトリメチロールプロパントリアクリ
レート（第一工業製薬（株）、商品名）、粘度１３０ｍＰａ・ｓ
カヤラッドＮＰＧＤＡ：ネオペンチルグリコールジアクリレート（日本化薬（株）製、商
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品名）、粘度８ｍＰａ・ｓ
ライトアクリレートＤＣＰ－Ａ：トリシクロデカンジメタノールジアクリレート（共栄社
化学（株）製、商品名）、粘度１６０ｍＰａ・ｓ
ＦＡ－５１２Ａ：ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート（日立化成工業（株）製
、商品名）
ＦＡ－５１１Ａ：ジシクロペンテニルアクリレート（日立化成工業（株）製、商品名）
ブレンマーＴＢＣＨＡ：４－ｔ－ブチルシクロヘキシルアクリレート（日本油脂（株）製
、商品名）
ＭＥＤＯＬ１０：（２－メチル－２－エチル－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル
アクリレート（大阪有機化学工業（株）製、商品名）
アロニックスＭ－３１５：トリス（２－アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート（
東亞合成（株）製、商品名）
ビスコート＃１５０：テトラヒドロフルフリルアクリレート（大阪有機化学工業（株）製
、商品名）
ユニディックＶ－５５３０：ビスフェノールＡ型エポキシアクリレート（ＤＩＣ（株）製
商品名）
ＳＲ－２５６：２－エトキシエトキシエチルアクリレート（サートマー・ジャパン（株）
製、商品名）
ニューフロンティアＨＤＤＡ：１，６－ヘキサンジオールジアクリレート（第一工業製薬
（株）、商品名）
ニューフロンティアＢＰＥ－４：４モルＥＯ変性ビスフェノールＡジアクリレート（第一
工業製薬（株）、商品名）
イルガキュア１８４：１－ヒドロキシシクロヘキシル－フェニルケトン（チバ・スペシャ
リティ・ケミカルズ（株）製、商品名）
イルガキュア１２７：２－ヒドロキシ－１－{４－〔４－（２－ヒドロキシ－２－メチル
プロピオニル）ベンジル〕フェニル}－２－メチルプロパン－１－オン（チバ・スペシャ
リティ・ケミカルズ（株）製、商品名）
【０１０５】
［実施例２～４及び比較例１～３］
　硬化性組成物として表２に示すものを使用した。それ以外は実施例１と同様にして硬化
性組成物（ロ）～（ト）を調整した。硬化性組成物（ロ）～（ト）の揮発性の評価結果を
表２に示す。また、硬化性組成物（ロ）～（ト）を使用して実施例１と同様にして評価用
光ディスクを作成し、得られた評価用光ディスクを使用して硬化物の破断点伸度、破断点
伸度（ａ）／（ｂ）及び引張弾性率並びに光ディスクの反り角、寸法安定性及び耐腐食性
を評価した。得られた結果を表２に示す。
【０１０６】
［比較例４及び５］
　表２に示す原料を６０℃で１時間加熱混合して溶解し、１μｍのフィルターでろ過した
後に、減圧脱気して、硬化性組成物（チ）及び（リ）を得た。硬化性組成物（チ）及び（
リ）の揮発性の評価結果を表２に示す。また、硬化性組成物（チ）及び（リ）を使用して
実施例１と同様にして、評価用光ディスクを作成し、得られた評価用光ディスクを使用し
て硬化物の破断点伸度、破断点伸度（ａ）／（ｂ）及び引張弾性率並びに光ディスクの反
り角、寸法安定性及び耐腐食性を評価した。得られた結果を表２に示す。
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